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１．概要（Summary） 

露光時の干渉をテンプレートとした新規フォトレジスト技

術を開発した。フォトレジストの分解能を確認するため、微

細なフォトマスクを用いて UV を露光して、その結果を

AFMで確認した。同時にAFMで露光時のフォトレジスト

の変形を測定した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡（SEM）、深堀

りドライエッチング装置, 走査型プローブ顕微鏡システム 

【実験方法】 

Polystyrene (PS)溶液を Si 基板上にスピンコートして

薄膜を準備した。UV によって PS を架橋後、酢酸によっ

て膨潤させ、乾燥させた。露光前後及び、現像前後の収

縮・膨張を AFM で測定した。液体窒素中でフィルムを凍

結・切断することで断面を露出させ、薄膜のモルフォロジ

ーを SEMで観察した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1の SEMに示すように、UV架橋と酢酸浸漬の過

程によってPS薄膜中に層状の多孔構造が生じる。UV露

光中にマスクを用いることで微細なパターンを PS 薄膜に

印刷できる。Fig. 2 は露光後の PS 表面の AFM 像で、

露光した箇所が架橋によって収縮していることが確かめら

れる。酢酸での現像後、この収縮箇所が層状多孔体へと

変化することが確認された。一連の観察によってリソグラフ

ィーとして 4 micronの分解能を達成していることが明らか

になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 特になし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

６．関連特許（Patent）     なし。 

Fig. 2 AFM after exposing UV laser 
on metal mask. 

Fig. 1 Angles view of the layered 
structure. 


